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В настоящее время плазменные методы нанесения покрытий находят все более широкое применение в оптике. Перспективным является применение аномального тлеющего разряда в скрещенных электрическом и магнитных полях - в магнетронных распылительных системах (МРС), которые наряду с существенным ускорением процесса испарения пленкообразующего материала позволяют одновременно ионизовать и возбуждать распыленные атомы. Наличие возможности управлять параметрами разряда позволяет направленно влиять на свойства получаемых покрытий [1].

Материалы, используемые для интерференционных покрытий, должны иметь не только требуемые оптические характеристики, но и достаточно высокие эксплуатационные характеристики, такие как устойчивость к  механическим и химическим воздействиям, температурную стабильность и др. Поэтому оксиды представляют собой очень важную группу материалов для тонкопленочных оптических покрытий. [2]. 

Оптические свойства характеризуются комплексным показателем преломления (ñ (() = n(() - i(k(()). Для управления его величиной необходимо прежде всего знать о взаимосвязи между ñ (()  и параметрами, определяющими процесс изготовления покрытия: скорость осаждения, степень ионизации, энергию ионизации, парциальное давление активного газа и др.

Формирование пленок оксидов с помощью МРС происходит при следующих характерных условиях:

1. Низкая концентрация инертного газа у поверхности подложки;

2. Наличие пространства, которое атомы, распыленные с поверхности мишени, преодолевают практически без столкновений с атомами плазмообразующего газа;

3. В процессе роста поверхность пленки подвергается непрерывной бомбардировке электронами, движущимися со стороны мишени;

4. Температура подложки в процессе нанесения покрытия составляет 370-500 К.

В связи с этим наиболее предпочтительной моделью описания состава и строения пленок оксидов (в нашем случае SiOx и TiOx, где 0≤х≤2), является модель макроскопической смеси (МС). Согласно этой модели пленки TiOx представляют собой смесь кластеров Ti и TiO2, погруженных в субоксиды (ненасыщенные оксиды), состоящие из TiOvTiv-x, v=0, 1, 2, 3. Конфигурация TiO3Ti и TiOTi3 в модели МС появляются из-за наличия переходного слоя между кластерами Ti и TiO2.

Работа выполнялась по программе развития приоритетных направлений науки Республики Татарстан на 2001-2005 г. АН РТ и Фонда НИОКР РТ «Плазменное нанесение покрытий в условиях динамического вакуума» и на 2004-2005 г. - «Функциональные покрытия для повышения эффективности оптико-электронных приборов, применяемых при оперативной диагностики газо-нефтепроводов».
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